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A eletrodeposi¢do ¢ uma técnica eficaz na producdo de filmes finos e materiais
nanoestruturados sobre substratos solidos de diferentes geometrias, a partir de uma solugao
eletrolitica e pela passagem de uma corrente elétrica. Ao contrario das técnicas fisicas, tais
como sputtering € evaporagao, que sao técnicas que envolvem alto vacuo, a eletrodeposigao ¢
um processo que ocorre a pressao € a temperatura ambiente, mas que ¢ diretamente afetada
por fatores como a concentragdo da solugdo eletrolitica, sua viscosidade, seu pH, temperatura
ambiente, tipo de substrato, dentre outras. Os estudos realizados atualmente vém abrindo
espacgo para que se investigue desde os detalhes dos processos eletroquimicos de deposigao
sobre o grafeno, até a exploracdo de novas fenomenologias que a associagao do grafeno com
materiais magnéticos deve suscitar. Neste trabalho, utilizou-se um substrato comercial de
grafeno CVD sobre SiO, para a realizacdo de quatro eletrodepodsitos potenciostaticos de
cobalto em tempos diferentes: 30, 60, 90 e 120s, com um eletrolito de pH = 2 a base de
sulfato de cobalto. Os eletrodepdsitos foram obtidos em um potencial de -1,02V/SCE,
determinado através de uma voltametria ciclica realizada a uma taxa de varredura de SmV/s.
Foram levantadas as curvas cronoamperométricas de cada um dos depdsitos e foi observado
que todas apresentavam o comportamento caracteristico de um processo de nucleacao
tridimensional de cobalto. Estudou-se, através dos modelos tedricos de Scharifker-Hills e de
Palomar-Pardave, implementados em linguagem C, os estagios iniciais da eletrocristalizagao
de cobalto sobre o grafeno CVD/SiO,, que podem ser de dois tipos: instantdnea, em que
praticamente todos os nticleos se formam quando da aplicacao do potencial, e progressiva, em
que os nucleos formam-se durante todo o processo de eletrodeposi¢cdo. Os referidos modelos
sao aplicados aos dados obtidos experimentalmente das curvas de cronoamperometria e, a
partir da inser¢do das varidveis relativas ao eletrdlito, consegue-se obter o modo de
cristalizacao do cobalto sobre o grafeno CVD/SiO.,. A diferenga fundamental que existe entre
os dois modelos ¢ que o de Scharifker-Hills ndo leva em consideracdo a formagdo de
hidrogénio durante o processo de eletrodeposicao, enquanto que o de Palomar-Pardave
considera este fato. A formag¢ao de hidrogénio ¢ algo inerente ao processo de eletrodeposi¢ao,
mesmo que ocorra em potenciais menos negativos. Mesmo assim, o modelo de Scharifker-
Hills ¢ amplamente mais utilizado do que o de Palomar-Pardave, que ¢ mais complexo e
dificil de ser implementado. Os resultados obtidos, até entdo apenas com o modelo de
Sharifker-Hills, indicam uma cristalizacdo de cobalto sobre grafeno preferencialmente
instantanea.



